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真空紫外光（VUV光）による光緻密化プロセス
Densification process by vacuum ultraviolet (VUV) light irradiation

※本成果の一部は、 文部科学省・科学技術振興機構(JST) センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム、OPERAプログラム、A-STEPプログラム
JSPS科学研究費基盤研究Cの支援をうけて行われました。
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当研究室のプロセスの特徴 Feature of our Tech.
- 窒素下 under N2

- 室温 at R.T. 
- 真空紫外光 VUV light ：λ= 172nm

ウェットコート VUV光緻密化
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フレキシブルデバイスへの応用
Application to flexible devices

バリア積層構造のTEM画像
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